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Kleine Ursache - grof3e Wirkung an 5 Fallbeispielen aus der Praxis
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Qualitatsprobleme

Zebrastreifen Giraffenflecken
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Qualitatsprobleme

Oxidation: ahnliches Erscheinungsbild — verschiedene Ursachen
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Vernetzungsprobleme
o . . j‘ ‘\‘ - A

Vermehrte Kondensatbildung




Kleine Ursache — grolde Wirkung

Qualitatsprobleme entstehen durch:

= Ubersehen
= Unterschatzen

= |gnorieren
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Ursachen erkennen

im Lotstopplack

Unzureichende Polymerisation ]

Flussmittelresten und

Eindringen von

Schwache
Schutzbarriere an der
Oberflache
|
v
Eindringen von
Feuchtigkeit

Reinigungsmedien

Elektromigration

~

J

Korrosion

~

A 4

Acrylate und Fillstoffe
auf der Oberflache

Verstarkte Ausgasung
und Kondensatbildung
im Lotprozess

Benetzungsprobleme

|

Fleckiges
Erscheinungsbild

|
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Ursachen erkennen

( Unzureichende ]
L Vernetzung im Substrat J

Reaktive chem.
Delamination Verbindungen im
Substrat

Vorzeitige thermische
und chemische Alterung

Verzug im
Lotprozess

Diffusion an die Vermehrte Kondensatbildung im
Oberflache Lotprozess

[ Elektromigration ]—{ Korrosion ]
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Ursachen erkennen

Verstarkte Ausgasung ]

4

Verzug.im
Lotprozess

und Kondensatbildung
im Lotprozess

Korrosion

/ Benetzungsprobleme @

W
" Elektromigration

y/

Vorzeitige
thermische und
chemische Alterung

Eindringen von
Flussmittelresten und
Reinigungsmedien

Eindringen von
Feuchtigkeit

Reaktive chem. Verbindungen
im Substrat

Acrylate und Fullstoffe
auf der Oberflache

Unzureichende Unzureichende Vernetzung im

Polymerisation Substrat ACL Gl R AT
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-T-IR Spektroskopie

~unktionsweise

Anregen der Messen des Antwortsignals Detektieren des molekularen
Molekiilschwingungen Fingerabdrucks
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FT-IR Spektroskopie

Erfassung des molekularen Fingerabdrucks

Spektren Datenbank Manueller Peak-
@ Vergleich

= Ergebnis abhangig von der Datenbank = Zeitaufwandiger als Datenbanksuche
= Verleitet zum ,,blinden” Suchen = Kleinste Ubereinstimmungen sichtbar
= Liefert schnelle Ergebnisse bei Reinsubstanzen = Reaktionsverlaufe lassen sich nachvollziehen
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Die Kunst des , Lesens”

1 Fingerabdruck 2 Fingerabdrucke 5 Fingerabdriicke
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Die Kunst des ,Lesens”

Kondensat-Ruckstand

T 3

Lotpaste PCB Substrat Lotstoppmaske
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Qualitatsproblem Nr.1 — Reinigungsproblem

Ausgangssitiation:

= Wellenlotprozess
= Reinigungsprozess

= Kondensatruckstand bleibt nach dem Reinigen auf der PCB Oberflache
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Qualitatsproblem Nr.1 — Reinigungsproblem

FT-IR Spektrum Kolophonium vs. Kondensatruckstand
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Qualitatsproblem Nr.1 — Reinigungsproblem
FT-IR Spektrum Lotstoppmaske vs. Kondensatrickstand

1386 cm! 1076 cm
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- Eine nahezu vollstindige Peak-Ubereinstimmung im Fingerprint Bereich - 1700 cm™ - 666 cm'?
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Qualitatsproblem Nr.1 — Reinigungsproblem

Unvolistandig polymerisierte Lotstoppmaske
- Gehemmte chemische Reaktion der Lotstoppmaske

- Ausgasen im Wellenl6tprozess

- Chemische Reaktion mit Flussmittel unter Temperatureinfluss

N

component component

BN

solder mask

and flux mixture
solder mask

\ flux %derjoint
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Qualitatsproblem Nr.2 — Photoinitiator

Ausgangssitiation:

= Reflow Prozess
= Starke Kondensatbildung

- Weiller, nadelformiger Belag
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/Zerfall-Mechanismus

Photoinitiator 2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone

= Photoinitiator ist Bestandteil der Lotstoppmaske

= Sollte in der Lotstoppmaske chemisch gebunden sein
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Qualitatsproblem Nr.2 — Photoinitiator

FT-IR Spektrum Lotstoppmaske

.....................................
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Qualitatsproblem Nr.2 — Photoinitiator

FT-IR Spektrum Lotstoppmaske vs. Kondensatruckstand
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Qualitatsproblem Nr.2 — Photoinitiator

Die wahrscheinlichsten Ursachen fir Photoinitiator im Kondensat:

= Photoinitiator ist im Uberschuss vorhanden

= Gehemmte chemische Reaktion durch Einfluss von Feuchtigkeit/O,

2\

XTRON25
©2025 Rawinski GmbH



Ausgangssitiation:

= Reflow Prozess
= Benetzungsproblem

= Lotperlenbildung
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Qualitatsproblem Nr.3 — Benetzungsproblem

L = Glanzende Stellen am PCB-Rand

BIRIRL = Keine glanzenden Stellen im PCB-

Printbereich
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Qualitatsproblem Nr.3 — Benetzungsproblem
FT-IR Spektrum Lotstoppmaske

Acrylatmonomer,
|
[ | '\, C=C strech
| | . .
| '“' 'loscnlatlon
e |
i I |
" | [ nPeak at 1
Il 16357 cmt | |
':':E | Il'llll'l'.lI |I
B LTl
i i I § I.I' '\.II |II |
§ on | L
s I| -lll%"'..llllll I|I ‘ | III
A Vi
* ||| [
,-"I'li“r'I I'-! l._.I

L e IR

| Acrylatmo

’: Mg5Si,0,0(0OH), " | 3677 cm*

i yﬂ%ﬂ*wmiiwwmm?wﬁ&ﬂhLJ "b#émmwuh

+o LEr ] micw AT Fielels TRCL

%50 M Fie  Gab) :H- 33

nomer -
406 cm?

Mg3Si,0,0(0OH),
1017 cm?

| )
| Mg3Si1,04
| |I 670 cm?

(OH),

XTRON25

©2025 Rawinski GmbH



Qualitatsproblem Nr.3 — Benetzungsproblem
FT-IR Spektrum Loétstoppmaske — Lotpad
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- Nahezu vollstindige Ubereinstimmung der Peaks im Fingerprintbereich - 1731 cm™ - 1040 cm™
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Qualitatsproblem Nr.3 — Benetzungsproblem

FT-IR Spektrum Lotstoppmaske vs. Kondensatruckstand
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Qualitatsproblem Nr.3 — Benetzungsproblem

Unvollstandig polymerisierte Lotstoppmaske

- Gehemmte chemische Reaktionen

- Lotstoppmaske verteilt sich Giber die gesamte PCB Oberflache
- Resultiert in Lotperlenbildung

- Resultiert in Benetzungsproblemen

solder pad

\ solder bead

solder paste solder joint

solder mask

solder mask solder pad \ /_
AN SOCCOCOCOOUEUT 9 g
PCB substrate PCB substrate
_K\ j\
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Qualitatsproblem Nr.4 — Leiterplattenverzug

Ausgangssitiation:

= Reflow Prozess

—  Eingefrorene Eigenspannungen im Polymer

— Nachvernetzende Reaktionen

= Leiterplattenverzug

— Ungleichmallige Temperatureinwirkung
— Unterschiedliche Warmeausdehnung unterschiedlicher Schichten im Laminat

—  Faserorientierung der Glasfaser im Laminat
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Qualitatsproblem Nr.4 — Leiterplattenverzug
Nachvernetzende Reaktionen

Finden statt wenn z.B.: Fihren zu:

= Ein Hartertberschul vorhanden ist = |okalen Versteifungen
= Thermische Schadigung vorliegt = Lokaler Versprédung
= Alterungsprozesse stattfinden = Verzug

= Bei Feuchtigkeitseinlagerung
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Qualitatsproblem Nr.4 — Leiterplattenverzug

Oxiran-Gruppe
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= Vernetzer im Uberschuss
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Qualitatsproblem Nr.5 — Grauer Belag

Ausgangssitiation:

Reflow Prozess

Wellenlotprozess
= Reinigung

= Grauer Belag auf metallisierten Flachen
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Qualitatsproblem Nr.5 — Grauer Belag
FT-IR Spektrum grauer Belag — Datenbankabgleich
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Qualitatsproblem Nr.5 — Grauer Belag

,Zu Tode” gereinigte PCB

- Reinigungsmedium |6ste Lotstoppmaske an
- Fullstoffe aus Lotstoppmaske wurden herausgewaschen

- Reinigungsmedium |6ste Bauteile an

- Flllstoffe aus den Bauteilen wurden herausgewaschen

= AINaO.Si, setzte sich auf Metalloberflachen ab
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Zusammenfassung:

= Wissen ist machtig

= Qualitat der Analyse ist abhangig vom der Erfahrung

= Ein FT-IR Spektrum liefert die wichtigsten Informationen Gber die chemische Zusammensetzung,
Reaktionsverlauf, Storfaktoren und Abweichungen

= Ursachen-ldentifikation erfordert fundiertes Wissen und Erfahrung

= Kleine Ursache — groRe Wirkung: Qualitatsprobleme lassen sich bei friihzeitiger Identifikation effektiv

vermeiden
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Vielen Dank!
[T wW =)

IEE Rawinski | viktoria.rawinski@rawinski.de
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